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Abstract (Aim, Use
Applications and

Contents)

合金や鋼板上に形成する酸化皮膜やめっき皮膜に関する研究のため、皮膜の組織観
察及び分析を北海道大学の設備を利用して行った。

実験
Experimental

集束イオンビーム加工・観察装置（JIB-4600F)を用いて、TEM観察用の試料を作製
した。その試料を走査型透過電子顕微鏡(HD-2000)を用いて観察分析を行った。ま
た、電界放出形電子プローブマイクロアナライザー(JXA-8530F)を用いて、皮膜の
元素マッピングや定量分析を行った。

結果と考察
Results and Discussion

数100nm程度の酸化皮膜の観察と分析はFE-SEMでは困難な場合があるが、FIB
とSTEMを用いた観察により、詳細な組織観察と元素分析を行うことができた。ま
た、これまでEDSで行なっていたZnめっき中に含まれる微量元素分析をFE-EPMA
を用いて行うことにより、より定量的で信頼性のあるデータを取得することができ
た。
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